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riag Cu 385

Alkalisches, cyanidfreies Glanzkupferverfahren

Das riag Cu 385 Glanzkupferverfahren erzeugt helle, glanzende Niederschlage auf verschiedenen
Grundmaterialien. Die Niederschlage sind aktiv und lassen sich ohne Probleme weiter beschichten.

Eigenschaften

riag Cu 385 kann direkt auf Stahl, Aluminium (mit Zinkat), Zinkdruckguss, Edelstahl,
stromlosem Nickel, Kupfer und Messing abgeschieden werden

o Bleilegierungen koénnen in der Gestellanwendung beschichtet werden

e |st als Kupfer-Strike fir Nickel, Zinn, Lot und Silber anwendbar

e Feinkornige, glatte, duktile und helle Ablagerungen

e Sehr gute Schichtdickenverteilung, gute Streufahigkeit

e Sehr aktive Niederschlage

e Einfache Abwasserbehandlung
Ansatzwerte

Gestell Trommel
Richtwerte Optimum Richtwerte Optimum

riag Cu 385 Make up 300 — 500 mL/L 400 mL/L 300 — 500 mL/L 400 mL/L
riag Cu 385 Replenisher 70 mL/L 70 mL/L
riag Cu 385 pH-Additive 50 — 100 mL/L 80 mL/L 50 — 100 mL/L 80 mL/L

Der Behélter wird bis zur Hélfte des geplanten Endvolumens mit deionisiertem Wasser gefillt. Danach
werden riag Cu 385 Make up, riag Cu 385 Replenisher und riag Cu 385 pH-Additive zugegeben.
pH-Wert Gberprifen und falls notwendig korrigieren. Mit Wasser bis zum Endvolumen auffillen.
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Sollwerte

Kupfer

pH-Wert

Kathodische Stromdichte
Anodische Stromdichte

Betriebsparameter
Temperatur

pH

Kathodische Stromdichte
Anodische Stromdichte

Anoden

Anodenkdrbe
Anoden / Kathoden -
Verhaltnis

Anodensacke

Bewegung

Behalter

Heizung

Kihlung

Gestell Trommel
Richtwerte Optimum Richtwerte Optimum
51-9,0g/L 7,50/L 51-9,0g/L 7,5 g/L
9,2-10,0 9,6 9,5-10,0 9,8
0,5-2,7 A/dm? 1,0 A/dm? 0,2 -0,9 A/dm2 0,4 A/dm?
> 1,0 A/ldm? > 1,0 A/ldm?

50 °C (38— 60 °C)

9,6 — 9,8 (9,2 - 10,0), abhéngig von Gestell- oder Trommelanwendung
0,2 — 2,7 A /dm?, abhangig von Gestell- oder Trommelanwendung
mind. 1,0 A /dm?, wichtig um Kupfer von den Anoden zu l6sen

Phosphorfreie Kupferanoden mit einer Reinheit von mindestens 99,96%
(OFHCQC). In einigen Anlagen ist es hilfreich, eine Mischung aus Kupfer
und Graphit oder Edelstahl zu verwenden, um ein Ansteigen der
Kupferkonzentration zu vermeiden. Die an den Kupferanoden
vorliegende Stromdichte soll mindestens 1,0 A/dm? betragen.

Titan

15:1
Die maximale Kathodenflache berechnen und sicherstellen, dass die
Anodenflache der maximalen Kathodenflache entspricht

Nicht anwendbar, Anoden polarisieren

Kraftige Luftbewegung ist bei Gestellanwendungen obligatorisch und
auch bei Trommelanwendungen hilfreich. Verwenden Sie nur
Niederdruckgeblase mit grossem Volumen, keine Druckluft. Durch
Luftbewegung wird eine hellere Oberflache erzielt und Anbrennungen in
Bereichen mit hoher Stromdichte vermieden.

Stahl gummiert, mit Polypropylen oder Kunststoffauskleidung. Es kdnnen
alle Kunststofftanks verwendet werden.

Neue Kunststofftanks und Auskleidungen muissen fur 2 Tage mit einer

2 % igen Kalium- oder Natriumhydroxidldsung ausgelaugt werden,
gefolgt von einer Spilung mit kaltem Wasser.

Es werden teflonbeschichtete elektrische Heizkdrper empfohlen.
Heizungen aus Edelstahl oder Titan kdnnen ebenfalls verwendet werden.

Nicht erforderlich

riag Cu 385
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Filtration Es wird eine permanente Filtration tber Aktivkohle (5 Mikrometer)
empfohlen. Die Aktivkohle-konzentration sollte 1 g/L betragen und muss
wochentlich gewechselt werden. Eine Umwalzung von 2 — 3 mal pro
Stunde verbessert die Qualitat der Niederschlage. Bei der Beschichtung
von dicken Schichten (= 20 um) oder Schichten zur Warmebehandlung
muss ein 1-Mikrometer-Filter verwendet werden.

Absaugung Nicht erforderlich, aber empfehlenswert wie bei allen beheizten
Beschichtungen

Instandhaltung Analyse, Korrektur von Kupfer und Einstellung des pH-Wertes

pH-Einstellung Zur Erhéhung des pH-Wertes wird riag Cu 385 pH-Additive verwendet,
zur Senkung Schwefelsaure 10 % (normalerweise nicht erforderlich)

Verbrauch Die Zusatze werden sowohl durch Verschleppung als auch
elektrochemisch, d.h. durch anodische und kathodischen Vorgange
verbraucht. Die Verbrauche kdnnen somit prozessbedingt variieren.
riag Cu 385 Make up abhangig vom Kupfergehalt
riag Cu 385 Replenisher 6 —12 L/10 kAh

riag Cu 385 pH-Additive  abhangig vom pH-Wert

Wirkungsweise der Elektrolytbestandteile
riag Cu 385 Make up

riag Cu 385 Make up wird hauptsachlich fir den Ansatz des Elektrolyten verwendet, es enthalt 19 g/L
Kupfer. Ein Mangel verursacht Anbrennungen im hohen Stromdichtebereich. Bei zu niedrigem
Kupfergehalt ist eine Erganzung nachtraglich erforderlich.

riag Cu 385 Replenisher

Enthalt den Komplexbildner des Systems, bei Mangel wird die Haftung der Schicht beeintréachtigt.
Wichtig fiir eine gute Haftung der Beschichtung. Zugaben sind regelméassig und abhéngig von der
Ausschleppung, metallischen Verunreinigungen und dem Kupfergehalt. Ein Anstieg des
Kupfergehaltes um 1 g/L muss durch Zugabe von 40 mL/L riag Cu 385 Replenisher kompensiert
werden. Daher ist es aus Kostengriinden effizienter einen zu hohen Kupfergehalt auszuarbeiten, als
riag Cu 385 Replenisher zu erganzen.

riag Cu 385 pH-Additive

Zusatz zur Erhéhung des pH-Wertes

Aktivkohle

Eine kontinuierliche Filtration tGber Aktivkohle wird empfohlen. Normalerweise ist der Wirkungsgrad
von Pulveraktivkohle viel héher als mit Granulat, daher soll Pulveraktivkohle verwendet
werden.
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Umweltschutz

Konzentrate, sowie Spulwasser, sind den 0rtlichen Bestimmungen entsprechend aufzubereiten bzw.
Zu entsorgen.

Haftung

Die vorliegende Betriebsanleitung wurde unter Berlicksichtigung des Stands der Technik sowie der
geltenden Normen erstellt und beruht auf langjahrigen Erkenntnissen und Erfahrungen von riag. Das
Einhalten dieser Betriebsanleitung und der beschriebenen Methoden beim Kunden/Anwender kénnen
von riag nicht berwacht werden. Das Arbeiten mit Produkten von riag muss den Ortlichen
Verhéltnissen entsprechend angepasst werden. Insbesondere bei Nichtbeachtung der vorliegenden
Betriebsanleitung, unsachgemasser Anwendung der Methoden, eigenméchtigen technischen
Veranderungen, fehlender oder mangelhafter Wartung der technischen und notwendigen
Gerate/Apparaturen und beim Einsatz von nichtqualifiziertem Personal Gbernimmt riag keine Haftung
fur Schaden, Verluste oder Kosten. Fir durch riag oder ihre Erflillungsgehilfen entstandene Schaden
haftet riag nur bei Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit.

riag behalt sich zudem das Recht vor, ohne vorherige Mitteilung Anderungen bezuglich der Produkte,
Methoden und Betriebsanleitung vorzunehmen.

Wir liefern und leisten zu den im Internet unter www.riag.ch einsehbaren Allgemeinen
Lieferbedingungen der Vereinigung Lieferfirmen fir Oberflachentechnik VLO (Link ,AGB“, Dokument
»LAllgemeine Lieferbedingungen®, Version 5/2018), die wir Ihnen auf Anforderung auch gerne
zusenden.

Auf dieses Geschéft findet das materielle Schweizer Recht (Obligationenrecht) unter Ausschluss des
Kollisionsrechts und volkerrechtlicher Vertrage, insbesondere des Wiener Kaufrechts, Anwendung.

riag Oberflachentechnik AG
Murgstrasse 19a

CH-9545 Wéngi

T +41 (0)52 369 70 70

F +41 (0)52 369 70 79
riag.ch

info@riag.ch
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Analytik (Analysenmethode)

Probenvorbereitung: Badprobe an gut durchmischter Stelle entnehmen, auf RT abkihlen

lassen.
Kupfer
Reagenzien: Ammoniumperoxidisulfat fest
Ammoniak 25 %
PAN-Indikator (0,1 % in Ethanol)
Na;EDTA 0,1 mol/L
Durchfiihrung: 5,0 mL Badlésung in 300 mL Erlenmeyer pipettieren
ca.2g Ammoniumperoxidisulfat zugeben
ca. 10 mL deion. Wasser zugeben, 15 Min. warten, danach
5mL Ammoniak 25 % zugeben (Probe verfarbt sich blau)
100 mL deion. Wasser und
10 Tropfen  PAN-Indikatorldsung zugeben

Berechnung: Kupfer (g/L)

mit Na;EDTA 0,1 mol/L bis zum Farbumschlag von blau
nach grin titrieren

= mL EDTA x 1,271

riag Cu 385
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